

















第 488 2 
士
口巧
昭和 55 年 3 月 25 日
理学研究科無機及び物理化学専攻

































増大する試料， 4 種の X線回折パターンを測定し，動径分布関数を計算し，比較した。 10GPa までの
高圧処理では，在来の回折実験法に適する試料が得難いため，おおよそ，直径 1 mmの球状試料を，単
結晶用自動 X線回折計で測定した。その場合に，雑音の大半を極めて低くする光学系を設計し，製作
したので，充分な精度の結果が得られた。動径分布関数から，構造を推定し， Si04 四面体のリング構
造の変化によって，屈折率が連続的に増大することを説明することができた。
これらの研究成果は，圧縮効果によるシリカガラスの光学異常についての新しい知見を産み出した
ものであって，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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